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１．概要（Summary） 

 我々は参考文献（1）及び（2）で報告した、ナノサイズの

金 2層構造で形成されている、非相反光伝播機能を発現

するデバイス試作を、昨年度から東京工業大学微細加工

PF の構造作製・技術代行で行ってきており、電子線リソ

グラフィを用いたリフトオフプロセスで所望の２層ナノパタ

ーン形成が可能なことを確認した。今回はその条件を用

い、下地の石英基板の前処理条件を改善し、パターン寸

法を一部修正して２次試作を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビーム露光装置 (スピンコータ・ホットプレート・オ

ーブン等を含む）、電子ビーム露光データ加工ソフト

ウェア、高真空蒸着装置、走査電子顕微鏡 

【実験方法】 

フッ酸で前処理した 20mm 角の石英基板を提供し、ス

ピン塗布したポジ型電子線レジストに、電子線描画装置

用いてパターンを形成した後に、金蒸着を用いたリフトオ

フプロセスで、ナノスケールの金パターンを形成した。設

計パターン寸法は 70, 80, 90 nmの３種とした。描画デー

タには本体 L 形状パターンの他に十字状のチップアライ

メントマークも含めた。ウエハアライメントマークは、東工大

の標準パターンを使用した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 触針式段差計を用いてウエハマーク部分の金の厚さを

計測し、前回と同じ厚さ（約 90 nm）であることを確認し

た。 

 次に光学顕微鏡および走査型電子顕微鏡（SEM）を用

いてパターン形状を確認した。Fig.1 に光学顕微鏡の写

真、Fig.2に SEM写真を示す。設計通りの形状の金パタ

ーンが 50 μm角の領域に形成されている事を確認した。 
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（2）M. Naruse, et al., J. Opt. Soc. Am. B / Vol. 31, No. 

10 (2014) pp2404-2413 
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Fig.1 Optical microscope image of Au pattern 

Fig. 2 SEM image of 80 nm width L-shaped 

Au pattern array (x50k) 


